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Ustav tyzikalniho inzenyrstvi VBRNE INZENYRSTVI

Cil prace Pozadovane vilastnosti metapovrchu
* Vytvoreni komplexnich numerickych a semi-analytickych simulaci pro navrh a
optimalizaci metapovrcht z karbidu kifemiku (SiC) vhodnych pro kvantové optické e Zkvalitnéni emise SPE
technologie * kolimace zareni emitovaného Kolimovany svazek

jednofotonovym zaricem

* Vyroba takto navrzeného a optimalizovaného metapovrchu A A A A A AAAAASAOQnan

e Zapis kvantoveé informace
* vytvoreni libovolné vinoplochy
kolimovaného svazku

Vedecka motivace

* Metapovrch
e planarni pole nanostruktur
* Trizeni vlastnosti elektromagnetického

* polarizace kolimovaného svazku

zareni vzajemnym rozlozenim a tvarem // N
nanostruktur /
Metapovrch
* Jednofotonovy zaric (SPE)
* fotonovy zdroj vyuzitelny v kvantovych SPE >
aplikacich Vet "
. emisi Ize zkvalitnit pomoci erapovre Substrat monokrystalického 4H-SiC
metapovrchu Schéma navrZeného metapovrchu
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Sestaveni metapovrchu Kontrolni simulace metapovrchu
* vytvoreni databaze elektromagnetické odezvy nanostruktur s lateralnimi rozmery wx * Numericke SIIVrInA:'Ii;EBV FDTD solvery, vypocet kolimacni ucinnosti metapovrchu
a wy v rozmezi od 40 do 400 nm pomoci semi-analytickych simulaci v RCWA solveru a vV programu 20 - — | |
’ I | ’ ’ | ko MATLAB , 5 o ] N ] S5=poO aI‘I'ZHJCE
naslednou analyzou vysledku v programu * Vice nez desetinasobné zvyseni [ p-polarizace

Sy o , . , . ucinnosti u vsech metapovrchu
* Vybér optimalnich nanostruktur z databaze na definované pozice metapovrchu ., ,
z v porovnani s referenci

2D monitor elektrické
intenzity

/
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Typ metapovrchu

1. rozhrani bez metapovrchu (reference)
2. rovinna vlinoplocha
P 3. vortexova vinoplocha
X T Elektromagneticka vina SPE 4. vortexova vinoplocha + kruhova polarizace
Simula&ni oblast UspoFdddni nanostruktur na metapovrchu Simulacni oblast Porovnani kolimacni ucinnosti metapovrchi
Y 4 Y 4
Vyroba metapovrchu Shrnuti
e Vytvoreni databaze elektromagnetické odezvy nanostruktur pouzitelné pro
Vytvofeni vzoru ~ Depozice Cr Leptani substratu ~ Hotovy sestaveni libovolného metapovrchu
Substrat SIC ~ Naneseni rezistu (EBL) (EB-PVD) Hotova maska (RIE) metapovrch
polarizaci

Schéma vyrobniho procesu

* Potvrzeni funkénosti metapovrchu pomoci kontrolnich simulaci (zaznamenano
vice nez desetinasobné zvyseni ucinnosti oproti rozhrani bez metapovrchu)

* \lyroba metapovrchu

Budouci cile

e Optimalizace navrhu metapovrchu s vyuzitim strojového uceni

* Optimalizace vyrobnich procesu a vytvoreni vhodnych postupu optické
charakterizace metapovrchu pro SPE

Snimky vyrobeného metapovrchu, porizené rastrovacim elektronovym mikroskopem
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